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【緒言】MoS2 を代表とする遷移金属ダイカルコ

ゲナイド(TMDC)膜はシリコンに代わるチャネル

としての応用が期待されている。その結晶性を評

価する手法として、TMDC の振動に由来する

Raman ピークの半値幅(FWHM)が一般的に用いら

れる。しかし、試料に入射するレーザーと散乱光

は、厚さや複素屈折率が異なる複数層からなるシ

ステムにおいて多重反射の影響を受けてスペク

トルの評価に影響を与える[1,2]。また、多層シス

テムでは校正[3]が複雑になり評価が困難になる。 

本研究では、下地に依らない原子層状膜の評価

方法として断面 TEM像の FFTによる評価を提案

する。これにより、断面 TEM 像における有限の

グレインサイズの TMDC膜において、下地が異な

るサンプルの定性的な評価が期待される。 

【方法】以前の研究[1]において評価した結晶性の

異なる 4L-MoS2を RFマグネトロンスパッタリン

グ法で用意した。それぞれのMoS2膜の断面 TEM

像を端から正方形に切り出し、FFTを行う。切り

出し位置をずらしながら FFT を行い得られたス

ペクトルを加算した。周波数空間で MoS2の層間

距離に対応するピークを原点から円弧方向にプ

ロットした。この計算は Python 3.9.7で行った。 

【結果】Figure 1に示すように結晶性は半値幅を

用いることで評価できると考えられる。Figure 2

に得られたスペクトルをそれぞれ示す。カーブフ

ィッティングを Voigt 関数で行うことで、ラマン

分光により結晶性が高いと評価した MoS2膜は、

低い半値幅を示した。 

 
Figure 1: Conceptual diagrams of evaluation by FFT. 

 
Figure 2: Spectra obtained by FFT of cross-sectional TEM 

images for different MoS2 films.  
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